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Актуальність даної роботи полягає у тому, що отримані результати дають можливість більше дізнатися щодо динаміки мікрочастинок у вакуумно-дугових джерелах і розробити методи покращення якості покриття шляхом подавлення потоку мікрочастинок на оброблювані вироби.
Прилипаючи до підложки, МЧ в багатьох випадках значно погіршують характеристики формованих покриттів, що в ряді областей застосування неприпустимо або вкрай небажано (наприклад, в оптиці, мікроелектроніці, техніці плівок нанометрових товщин). Найбільш радикальним засобом придушення крапельної фракції є магнітоелектричні фільтри [1,2], що дозволяють (принаймні, теоретично) домогтися високого ступеня очищення плазми від МЧ.

У роботі проведено теоретичні дослідження динаміки крапельної фази в магнітних мас-сепараторах вакуумно-дугових джерел плазми.

Виконано комплекс розрахунків по знаходженню потенціалу макрочасток (крапельної фази плазмового потоку) при різних матеріалах катода дугових плазмових випарників. Знайдена залежність потенціалу краплі від коефіцієнтів іон-електронної емісії і маси краплі. Розрахований заряд краплі і знайдена залежність заряду краплі від її розміру. Оцінено ефективність класичного фільтра крапельної фази з плазмоводом у вигляді частини тора.
З чисельних розрахунків отримано, що в залежності від параметрів задачі потенціал МЧ, а отже і її заряд можуть приймати, як позитивні, так і негативні значення. Параметри, відповідні негативним значенням МЧ відповідають ефективним режимам роботи магнітного фільтра. В іншому випадку МЧ можуть утримуватися в об’ємі фільтра і досягати підложки. Розраховано обмеження на розмір МЧ, які можуть фільтруватися або досягати підложки. 
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